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光反応性高分子液晶である P6CAMの分子配向は偏光紫外光（LPUV）照射と熱処理、もしくは

熱ナノインプリントによって制御可能である 1, 2）。これらの方法を組み合わせることで、場所ごと

に分子配向が異なる P6CAM パターンを作製する事が出来ると考えられる。そこで本研究では、

LPUV 照射と熱ナノインプリントを組み合わせて P6CAMパターンを作製し、評価を行った。 

Fig. 1にハイブリッドプロセス図を示す。まず P6CAMが塗布された基板を 110Cまで昇温する。

次にモールドを 15MPaで押し付け、保持する。そしてLPUVを石英モールド側から照射した後に、

P6CAMの液晶温度範囲内である 165Cまで昇温する。最後に基板を冷却し、モールドを引き離す。

このプロセスにおいて、モールド背面を Au 薄膜で部分的に覆った石英モールドを用いる事で

LPUV を部分的に遮蔽でき、同一パターン上で熱ナノインプリントのみで配向した場所と LPUV

照射と熱ナノインプリントによって配向した場所が発現する。Fig. 2に得られたパターンの偏光顕

微鏡写真を示す。図に示すようにクロスニコルの角度を変えると、同一パターン上であっても明

視野と暗視野が変化する事を確認した。 
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Fig.2 Polarization optical micrography (POM) images of imprinted P6CAM pattern. 

Fig.1 Illustration of hybrid nanoimprint process. 
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